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における距離に依存することを示唆する結果を示し、100 nm の高解像度を 6.0μC/cm2 の高感度で形成できる性能
を実現している。 




らかにし、新規樹脂の LER に対する有効性を示すとともに、高感度で解像度と LER の両立を可能にする実用性の高
い設計指針であることを示している。 
 以上のように、本論文は、ULSI 用電子線ポジ型化学増幅系レジストの高性能化に関し、レジスト膜中での反応機
構、露光部溶解及び LER の影響要因を解明することで、新しい材料設計概念を提案し、材料開発において重要な知
見を得ている点で高く評価できる。さらに、これらの知見と材料設計指針は、次世代リソグラフィ技術において実用
化の鍵を握る、加工寸法の高精度化にも大きく寄与する研究業績である。よって本論文は博士論文として価値あるも
のと認める。 
